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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　式（１），
【化１】

〔式中，Ｒ１は，アクリロイル基，メタクリロイル基，２，４－ヘキサジエノイル基，及
びビニル基の何れかを表し，ｍは１ないし３の整数である。〕で示されるモノ－，ジ－及
びトリベンジルフェノキシ化合物を含んでなる，組成物。
【請求項２】
　該モノ－，ジ－，及びトリベンジルフェノキシ化合物を合計で６０～１００重量％の割
合で含んでなるものである，請求項１の組成物。
【請求項３】
　該モノ－，ジ－，及びトリベンジルフェノキシ化合物の合計含量に対し，トリベンジル



(2) JP 5463024 B2 2014.4.9

10

20

30

40

50

フェノキシ化合物が２０重量％以上の比率で含まれるものである，請求項１又は２の組成
物。
【請求項４】
　該モノ－，ジ－，及びトリベンジルフェノキシ化合物の合計含量に対し，モノ－，ジ－
，及びトリベンジルフェノキシ化合物の比率が，それぞれ，０～６０重量％，２０～７５
重量％，及び２０～７５重量％の範囲に入るものである請求項１ないし３の何れかの組成
物。
【請求項５】
　ジメチルシリコーンを固定相とするカラム及び水素炎イオン化検出器を用いたガスクロ
マトグラフィーにより測定したとき，ガスクロマトグラム上における該モノ－，ジ－，及
びトリベンジルフェノキシ化合物に対応するピークの合計面積に対して，モノ－，ジ－，
及びトリベンジルフェノキシ化合物の各々に対応するピークの面積の割合が，それぞれ，
０～４０％，３０～６５％，及び３０～６５％の範囲に入るものである，請求項１ないし
３の何れかの組成物。
【請求項６】
　式（２），
【化２】

〔式中，ｎは１ないし３の整数である。〕で示される，モノ－，ジ－，及びトリベンジル
フェノールを含んでなる混合物を，フェノール性ＯＨ基に対する共有結合形成性の官能基
を有し且つ重合性二重結合をも有するものであるモノマー化合物と接触させて，該官能基
と式（２）の化合物のフェノール性ＯＨ基との間に共有結合を形成させることを含んでな
るものであり，但し該官能基がイソシアネート基でないものである，芳香環含有モノマー
組成物の製造方法。
【請求項７】
　該重合性二重結合基が，炭素－炭素二重結合である，請求項６の製造方法。
【請求項８】
　該官能基が，酸クロライド基，又はビニル性クロル基である，請求項６又は７の方法。
【請求項９】
　該モノマー化合物が，（メタ）アクリル酸クロライド，及び塩化ビニルよりなる群より
選ばれるものである，請求項６ないし７の何れかの製造方法。
【請求項１０】
　該ベンジルフェノール組成物中に含まれるモノ－，ジ－及びトリベンジルフェノールの
合計含量に対し，トリベンジルフェノールが２０重量％以上の比率で含まれるものである
，請求項６ないし９の何れかの製造方法。
【請求項１１】
　該混合物中に含まれるモノ－，ジ－及びトリベンジルフェノールの全量に対し，モノ－
，ジ－及びトリベンジルフェノールが，それぞれ，０～６０重量％，２０～７５重量％，
２０～７５重量％の範囲に入るものである，請求項６ないし１０の何れかの製造方法。
【請求項１２】
　ジメチルシリコーンを固定相とするカラム及び水素炎イオン化検出器（ＦＩＤ：Flame 
Ionization Detector）を用いたガスクロマトグラフィーにより測定したとき，該混合物
が，ガスクロマトグラム上における該モノ－，ジ－，及びトリベンジルフェノールに対応
するピークの合計面積に対して，モノ－，ジ－及びトリベンジルフェノールの各々に対応
するピークの面積の割合が，それぞれ，０～４０％，３０～６５％，及び３０～６５％の
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範囲に入るものである，請求項６ないし１１の何れかの製造方法。
【請求項１３】
　該芳香環含有モノマー組成物におけるモノ－，ジ－，及びトリベンジルフェノキシ化合
物の合計含量が，６０～１００重量％を占めるものである，請求項６ないし１２の何れか
の製造方法。
【請求項１４】
　請求項６ないし１３の何れかの製造方法により製造される，芳香環含有モノマー組成物
。
【請求項１５】
　式（１），
【化３】

〔式中，Ｒ１は，アクリロイル基，メタクリロイル基，２，４－ヘキサジエノイル基，ア
クリロイルオキシエチルカルバモイル基，メタクリロイルオキシエチルカルバモイル基，
及びビニル基の何れかを表し，ｍは１ないし３の整数である。〕で示されるモノ－，ジ－
及びトリベンジルフェノキシ化合物を含んでなる組成物，及び
　式（２），

【化４】

〔式中，ｎは１ないし３の整数である。〕で示される，モノ－，ジ－，及びトリベンジル
フェノールを含んでなる混合物を，フェノール性ＯＨ基に対する共有結合形成性の官能基
を有し且つ重合性二重結合をも有するものであるモノマー化合物と接触させて，該官能基
と式（２）の化合物のフェノール性ＯＨ基との間に共有結合を形成させることを含んでな
るものである，芳香環含有モノマー組成物の製造方法により製造される，芳香族含有モノ
マー組成物，
の何れかの組成物中の芳香環含有モノマー（Ａ）と，これと共重合可能なモノマーであっ
て（メタ）アクリル酸及び（メタ）アクリル酸誘導体よりなる群より選ばれるものである
少なくとも１種のモノマー（Ｂ）とを共重合させてなるポリマー。
【請求項１６】
　請求項１ないし５，及び１４の何れかの組成物中の芳香環含有モノマー（Ａ）と，これ
と共重合可能なモノマーであって（メタ）アクリル酸及び（メタ）アクリル酸誘導体より
なる群より選ばれるものである少なくとも１種のモノマー（Ｂ）とを共重合させてなるポ
リマー。
【請求項１７】
　請求項１５又は１６のポリマーであって，Ｒ１が，アクリロイル基，メタクリロイル基
，アクリロイルオキシエチルカルバモイル基，又はメタクリロイルオキシエチルカルバモ
イル基の何れかを表すものである，ポリマー。
【請求項１８】
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　モノマー（Ｂ）が（メタ）アクリル酸，（メタ）アクリル酸アルキル，（メタ）アクリ
ル酸ヒドロキシアルキルよりなる群より選ばれるものである請求項１５ないし１７の何れ
かのポリマーと，グリシジル（メタ）アクリレート又は（メタ）アクリロイルオキシエチ
ルイソシアネートとを反応させてなる，ポリマー。
【請求項１９】
　式（１），
【化５】

〔式中，Ｒ１は，アクリロイル基，メタクリロイル基，２，４－ヘキサジエノイル基，ア
クリロイルオキシエチルカルバモイル基，メタクリロイルオキシエチルカルバモイル基，
及びビニル基の何れかを表し，ｍは１ないし３の整数である。〕で示されるモノ－，ジ－
及びトリベンジルフェノキシ化合物を含んでなる組成物，及び
　式（２），
【化６】

〔式中，ｎは１ないし３の整数である。〕で示される，モノ－，ジ－，及びトリベンジル
フェノールを含んでなる混合物を，フェノール性ＯＨ基に対する共有結合形成性の官能基
を有し且つ重合性二重結合をも有するものであるモノマー化合物と接触させて，該官能基
と式（２）の化合物のフェノール性ＯＨ基との間に共有結合を形成させることを含んでな
るものである，芳香環含有モノマー組成物の製造方法により製造される，芳香族含有モノ
マー組成物，
の何れかの組成物中の芳香環含有モノマー（Ａ）と，グリシジル（メタ）アクリレートと
を共重合させ，更に（メタ）アクリル酸を加えて反応させ，これに更にテトラヒドロフタ
ル酸を反応させてなるポリマー。
【請求項２０】
　請求項１ないし５及び１４の何れかの組成物中の芳香環含有モノマー（Ａ）と，グリシ
ジル（メタ）アクリレートとを共重合させ，更に（メタ）アクリル酸を加えて反応させ，
これに更にテトラヒドロフタル酸を反応させてなるポリマー。
【請求項２１】
　請求項１５ないし２０の何れかのポリマーと光重合開始剤とを含んでなる組成物。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は，化学構造中に複数の芳香環を含んだモノマー組成物，その製造方法，当該モ
ノマーに基づくポリマー及びその用途に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　芳香環を化学構造中に含むポリマーは，種々の顔料を分散，吸着させるという特性に優
れる場合が多く，また耐熱性，耐薬品性，耐衝撃性等，多くの物理的特性において，更に
は透明性，屈折率，複屈折率，光弾性複屈折率等の多くの光学特性においても優れる場合
が多い。
【０００３】
　芳香環を化学構造中に含んだポリマーの製造は，芳香環含有モノマーを重合させること
によって行われる。現在市販されている芳香環含有モノマーとしては，スチレン，ビニル
ナフタレン，ベンジル（メタ）アクリレート，パラクミルフェノール系（メタ）アクリレ
ートなどが知られている（例えば，次の表１）。
【０００４】
【表１】

【０００５】
　また，例えば，インクジェット顔料分散剤として，親水基を有する少なくとも第１モノ
マーと、疎水基を有する第２モノマーを重合させたポリマーである，スチレン－ ビニル
スルホン酸コポリマー、スチレン－ アクリル酸ブチル－ メタクリル酸－ ビニルスルホ
ン酸コポリマー、スチレン－ トリフルオロアクリル酸－ビニルスルホン酸コポリマー、
スチレン－α－（ トリフルオロメチル）アクリル酸－ビニルスルホン酸コポリマー、及
びスチレン－トリフルオロアクリル酸コポリマーや，シクロヘキシル，ベンジル等の疎水
性基を有するアクリレートと（メタ）アクリル酸とを重合させたポリマー等が知られてい
る（例えば，特許文献３及び４参照）。しかしながら，従来の芳香環含有モノマーを重合
させて得られるこれらのポリマーは，その単位重量当りの芳香環モル数が十分高くはない
。このため，上記の種々の特性を持たせようとすることは困難である。このため，従来よ
り高度に芳香環を集積させたポリマーを与えるモノマーが入手できることが望ましいが，
これまでそれに適したモノマーは報告されていない。
【０００６】
　そのようなモノマーが得られれば，これを重合させることにより，光透過性，高屈折率
などの光学的特性に優れた，若しくは顔料の分散性に優れた機能性のポリマー，あるいは
，コート材として耐摩擦性等の機械的特性や光沢に優れたポリマーの製造に新たな道を開
くことができる。
【０００７】
【特許文献１】特開平０８－１７６０９８号公報
【特許文献２】特開平２－２９４０１号公報
【特許文献３】特開２００５－２９８８２６号公報
【特許文献４】特開２００５－１７１２２３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上記背景において，本発明は，重合させることにより芳香環を高い割合で含んだポリマ
ーを与えることができるモノマー，及び当該モノマーに基づくポリマーを提供することを
目的とする。



(6) JP 5463024 B2 2014.4.9

10

20

30

40

【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的のため，本発明者は，トリベンジルフェノール骨格を有する化合物に着目した
。すなわち，トリベンジルフェニル骨格を有するモノマーが得られれば，これを用いて，
従来に比して芳香環の集積度を大きく高めたポリマーの製造を可能にできる筈である。本
発明者は，この方向に沿って検討の結果，トリベンジルフェノール骨格を有する化合物と
，重合性の二重結合を有する化合物とを結合させることにより，芳香環を高度に集積させ
たポリマーの製造用のモノマーが得られることを見出し，更に検討を加えて本発明を完成
させた。すなわち，本発明は以下を提供するものである。
　１．式（１），
【００１０】
【化１】

【００１１】
〔式中，Ｒ1は，アクリロイル基〔ＣＨ2＝ＣＨ－ＣＯ－〕，メタクリロイル基〔ＣＨ2＝
Ｃ（ＣＨ3）－ＣＯ－〕，２，４－ヘキサジエノイル基〔ＣＨ3－ＣＨ＝ＣＨ－ＣＨ＝ＣＨ
－ＣＯ－〕，アクリロイルオキシエチルカルバモイル基〔ＣＨ2＝ＣＨ－ＣＯＯ－Ｃ2Ｈ5

－ＮＨ－ＣＯ－〕，メタクリロイルオキシエチルカルバモイル基〔ＣＨ2＝Ｃ（ＣＨ3）－
ＣＯＯ－Ｃ2Ｈ5－ＮＨ－ＣＯ－〕，及びビニル基〔ＣＨ2＝ＣＨ－〕の何れかを表し，ｍ
は１ないし３の整数である。〕で示されるモノ－，ジ－及びトリベンジルフェノキシ化合
物を含んでなる，組成物。
　２．該モノ－，ジ－，及びトリベンジルフェノキシ化合物を合計で６０～１００重量％
の割合で含んでなるものである，上記１の組成物。
　３．該モノ－，ジ－，及びトリベンジルフェノキシ化合物の合計含量に対し，トリベン
ジルフェノキシ化合物が２０重量％以上の比率で含まれるものである，上記１又は２の組
成物。
　４．該モノ－，ジ－，及びトリベンジルフェノキシ化合物の合計含量に対し，モノ－，
ジ－，及びトリベンジルフェノキシ化合物の比率が，それぞれ，０～６０重量％，２０～
７５重量％，及び２０～７５重量％の範囲に入るものである上記１ないし３の何れかの組
成物。
　５．ジメチルシリコーンを固定相とするカラム及び水素炎イオン化検出器（ＦＩＤ：Fl
ame Ionization Detector）を用いたガスクロマトグラフィーにより測定したとき，ガス
クロマトグラム上における該モノ－，ジ－，及びトリベンジルフェノキシ化合物に対応す
るピークの合計面積に対して，モノ－，ジ－，及びトリベンジルフェノキシ化合物の各々
に対応するピークの面積の割合が，それぞれ，０～４０％，３０～６５％，及び３０～６
５％の範囲に入るものである，上記１ないし３の何れかの組成物。
　６．モノ－，ジ－，及びトリベンジルフェノキシ化合物の合計含量が，該組成物の６０
～１００重量％を占めるものである，上記１ないし５の何れかの組成物。
　７．式２，
【００１２】
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【化２】

【００１３】
〔式中，ｎは１ないし３の整数である。〕で示される，モノ－，ジ－，及びトリベンジル
フェノールを含んでなる混合物を，フェノール性ＯＨ基に対する共有結合形成性の官能基
を有し且つ重合性二重結合をも有するものであるモノマー化合物と接触させて，該官能基
と式（２）の化合物のフェノール性ＯＨ基との間に共有結合を形成させることを含んでな
るものである，芳香環含有モノマー組成物の製造方法。
　８．該重合性二重結合基が，炭素－炭素二重結合である，上記７の製造方法。
　９．該官能基が，酸クロライド基〔－ＣＯＣｌ〕，イソシアネート基〔－ＮＣＯ〕，又
はビニル性クロル基である，上記７又は８の方法。
　１０．該モノマー化合物が，（メタ）アクリル酸クロライド，（メタ）アクリロイルオ
キシエチルイソシアネート及び塩化ビニルよりなる群より選ばれるものである，上記７な
いし８の何れかの製造方法。
　１１．該ベンジルフェノール組成物中に含まれるモノ－，ジ－及びトリベンジルフェノ
ールの合計含量に対し，トリベンジルフェノールが２０重量％以上の比率で含まれるもの
である，上記７ないし１０の何れかの製造方法。
　１２．該混合物中に含まれるモノ－，ジ－及びトリベンジルフェノールの全量に対し，
モノ－，ジ－及びトリベンジルフェノールが，それぞれ，０～６０重量％，２０～７５重
量％，２０～７５重量％の範囲に入るものである，上記７ないし１１の何れかの製造方法
。
　１３．ジメチルシリコーンを固定相とするカラム及び水素炎イオン化検出器（ＦＩＤ：
Flame Ionization Detector）を用いたガスクロマトグラフィーにより測定したとき，該
混合物が，ガスクロマトグラム上における該モノ－，ジ－，及びトリベンジルフェノール
に対応するピークの合計面積に対して，モノ－，ジ－及びトリベンジルフェノールの各々
に対応するピークの面積の割合が，それぞれ，０～４０％，３０～６５％，及び３０～６
５％の範囲に入るものである，上記７ないし１２の何れかの製造方法。
　１４．該芳香環含有モノマー組成物におけるモノ－，ジ－，及びトリベンジルフェノキ
シ化合物の合計含量が，６０～１００重量％を占めるものである，上記７ないし１３の何
れかの製造方法。
　１５．上記７ないし１４の何れかの製造方法により製造される，芳香環含有モノマー組
成物。
　１６．上記１ないし６及び１５の何れかの組成物中の芳香環含有モノマー（Ａ）と，こ
れと共重合可能なモノマーであって（メタ）アクリル酸及び（メタ）アクリル酸誘導体よ
りなる群より選ばれるものである少なくとも１種のモノマー（Ｂ）とを共重合させてなる
ポリマー。
　１７．上記１６のポリマーであって，Ｒ1が，アクリロイル基〔ＣＨ2＝ＣＨ－ＣＯ－〕
，メタクリロイル基〔ＣＨ2＝Ｃ（ＣＨ3）－ＣＯ－〕，アクリロイルオキシエチルカルバ
モイル基〔ＣＨ2＝ＣＨ－ＣＯＯ－Ｃ2Ｈ5－ＮＨ－ＣＯ－〕，又はメタクリロイルオキシ
エチルカルバモイル基〔ＣＨ2＝Ｃ（ＣＨ3）－ＣＯＯ－Ｃ2Ｈ5－ＮＨ－ＣＯ－〕の何れか
を表すものである，ポリマー。
　１８．モノマー（Ｂ）が（メタ）アクリル酸，（メタ）アクリル酸アルキル，（メタ）
アクリル酸ヒドロキシアルキルよりなる群より選ばれるものである上記１６又は１７のポ
リマーと，グリシジル（メタ）アクリレート又は（メタ）アクリロイルオキシエチルイソ
シアネートとを反応させてなる，ポリマー。
　１９．上記１ないし６及び１５の何れかの組成物中の芳香環含有モノマー（Ａ）と，グ
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リシジル（メタ）アクリレートとを共重合させ，更に（メタ）アクリル酸を加えて反応さ
せ，これに更にテトラヒドロフタル酸を反応させてなるポリマー。
　２０．上記１６ないし１９の何れかのポリマーと光重合開始剤とを含んでなる組成物。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の芳香環含有モノマー組成物は，トリベンジルフェノキシ基を有する化合物をモ
ノマーとして含んでおり，当該組成物は，これを重合させることにより，芳香環の集積度
の高い上記本発明のポリマーを与える。このポリマーは，光透過性，高屈折率等の光学特
性，顔料の分散性，光沢，耐摩擦特性等の機械的特性に優れた，インクジェット顔料分散
剤，記録用紙インク吸収層材料，液晶材料，オーバーコート材料，塗料，電子材料，光学
材料，医療材料，化粧料など，広範な分野において利用できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　なお，本明細において「（メタ）アクリル～」は，「アクリル～」及び「メタクリル～
」を特に両者の区別なく表す。
【００１６】
　本発明により得られる組成物すなわち式（１）
【００１７】
【化３】

【００１８】
〔式中，Ｒ1は，アクリロイル基〔ＣＨ2＝ＣＨ－ＣＯ－〕，メタクリロイル基〔ＣＨ2＝
Ｃ（ＣＨ3）－ＣＯ－〕，２，４－ヘキサジエノイル基〔ＣＨ3－ＣＨ＝ＣＨ－ＣＨ＝ＣＨ
－ＣＯ－〕，アクリロイルオキシエチルカルバモイル基〔ＣＨ2＝ＣＨ－ＣＯＯ－Ｃ2Ｈ5

－ＮＨ－ＣＯ－〕，メタクリロイルオキシエチルカルバモイル基〔ＣＨ２＝Ｃ（ＣＨ３）
－ＣＯＯ－Ｃ2Ｈ5－ＮＨ－ＣＯ－〕，及びビニル基〔ＣＨ2＝ＣＨ－〕の何れかを表し，
ｍは１ないし３の整数である。〕で示されるモノ－，ジ－及びトリベンジルフェノキシ化
合物を含んでなる組成物における，モノ－，ジ－及びトリベンジルフェノキシ化合物の合
計含量に対する各ベンジルフェノキシ化合物の割合は，モノベンジルフェノキシ化合物に
ついては，好ましくは０～６０重量％，より好ましくは０～５０重量％，特に好ましくは
０～３０重量％であり，ジベンジルフェノキシ化合物については，好ましくは，２０～７
５重量％，より好ましくは３０～６５重量％，特に好ましくは４０～６０重量％であり，
そしてトリベンジルフェノキシ化合物については，は好ましくは２０～７５重量％，より
好ましくは２５～７０重量％，特に好ましくは３０～６５重量％である。
【００１９】
　上記において，モノ－，ジ－及びトリベンジルフェノキシ化合物の合計含量に対するモ
ノベンジルフェノキシ化合物の比率が６０重量％を超えると，それに応じてジ－及びトリ
体の含有比率が下がり，その結果，重合して得られるポリマーの屈折率が十分高くならな
い場合が生ずる等，芳香環を高度に集積させたポリマーを得るという目的に合致しない場
合が生じることとなるため，好ましくない。芳香環を高度に集積させたポリマーを得ると
いう目的から、モノベンジルフェノキシ化合物の比率は０重量％であってもよい。
【００２０】
　また，上記において，モノ－，ジ－及びトリベンジルフェノキシ化合物の合計含量に対
するジベンジルフェノキシ化合物の比率が２０重量％未満であると，重合して得られるポ
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リマーの屈折率が十分高くならない場合が生ずる等，芳香環を高度に集積させたポリマー
を得るという目的に合致しない場合が生じることとなるため，好ましくない。また，ジベ
ンジルフェノキシ化合物の比率が７５重量％を超えると，今度はトリベンジルフェノキシ
化合物の比率が低下せざるを得なくなるため，これも本発明の目的に合致しない場合が生
ずる等，好ましくない。
【００２１】
　更にまた，上記において，モノ－，ジ－及びトリベンジルフェノキシ化合物の合計含量
に対するトリベンジルフェノキシ化合物の比率が２０重量％未満であると，芳香環を高度
に集積させたポリマーを得るという目的に合致しないため好ましくない。また，トリベン
ジルフェノキシ化合物の比率が７５重量％を超えると，モノマー組成物の結晶性が増し、
これを溶解する際の溶剤が限定されるなど，好ましくない。
【００２２】
　本発明の組成物全体におけるモノ－，ジ－及びトリベンジルフェノキシ化合物の合計含
量は，芳香環を集積させたポリマーを得るという目的上，好ましくは６０～１００重量％
，より好ましくは７５～１００重量％である。
【００２３】
　本発明の芳香環含有モノマー組成物の製造は，式（２），
【００２４】
【化４】

【００２５】
〔式中，ｎは１ないし３の整数である。〕で示される，モノ－，ジ－及びトリベンジルフ
ェノールを含んでなる混合物と，フェノール性ＯＨ基に対する共有結合形成性の官能基を
有し且つ重合性二重結合をも有するものであるモノマー化合物とを，例えばエステル形成
反応させることにより製造することができる。式（２）の化合物とのエステル形成反応に
適したモノマー化合物としては，例えば（メタ）アクリル酸クロライド等の酸クロライド
系のモノマー化合物が挙げられ，これを，酸クロライドによるヒドロキシル基のエステル
反応の周知方法に準じて，アミン触媒の存在下にベンジルフェノール組成物と混合してそ
のフェノール性ＯＨ基との間でエステル形成反応を起こさせることにより，目的の芳香環
含有モノマー組成物が得られる。
【００２６】
　前記酸クロライドとしては（メタ）アクリル酸クロライド，ソルビン酸クロライド等が
挙げられる。これらの中では合成安定性が良好であるとの観点から（メタ）アクリル酸ク
ロライドが特に好ましい。
【００２７】
　上記エステル形成反応における反応触媒としては，トリエチルアミン，ピリジンなどの
有機系塩基化合物などが挙げられ，特に，反応率の観点から，トリエチルアミンが好まし
い。
【００２８】
　また代わりとして，上記のモノ－，ジ－，及びトリベンジルフェノールを含んでなるベ
ンジルフェノール組成物と，イソシナネート基含有の（メタ）アクリル系モノマー化合物
とを有機金属系触媒存在下にて反応させることにより，又は，上記のモノ－，ジ－，及び
トリベンジルフェノールを含んでなるベンジルフェノール組成物と，塩化ビニルとを金属
系触媒例えば錫系触媒存在下にて反応させることによっても，目的の芳香環含有モノマー
組成物を得ることができる。
【００２９】
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　更に，モノ－，ジ－及びトリベンジルフェノールを含んでなるベンジルフェノール組成
物から目的のモノマー組成物を得る方法として，上記の方法以外に，脱水エステル法，エ
ステル交換法，酸無水物法，ジシクロヘキシルカルボジイミド法など，当業者に周知の一
般的な手段を用いてもよい。
【００３０】
　上記の合成に際し，必要に応じて反応混合物に重合防止剤を加えることができ，それに
より，合成反応中におけるモノマー化合物及び目的とするモノマー組成物の安定性を高め
ることができる。重合防止剤としては，（メタ）アクリレートの重合防止に一般に用いら
れるものであればよい。代表例としては、具体的には、ハイドロキノン、メトキシハイド
ロキノン、ベンゾキノン、ｐ－tert－ブチルカテコール等のキノン系重合禁止剤；２，６
－ジ－tert－ブチルフェノール、２，４－ジ－tert－ブチルフェノール、２－tert－ブチ
ル－４，６－ジメチルフェノール、２，６－ジ－tert－ブチル－４－メチルフェノール、
２，４，６－トリ－tert－ブチルフェノール等のアルキルフェノール系重合禁止剤；アル
キル化ジフェニルアミン、Ｎ，Ｎ’－ジフェニル－ｐ－フェニレンジアミン、フェノチア
ジン、４－ヒドロキシ－２，２，６，６－テトラメチルピペリジン等のアミン系重合禁止
剤；塩化第一銅、硫酸銅等の無機銅塩系重合禁止剤；ジメチルジチオカルバミン酸銅、ジ
エチルジチオカルバミン酸銅、ジブチルジチオカルバミン酸銅等のジチオカルバミン酸銅
系重合禁止剤；塩化第二鉄、硫酸鉄等の無機鉄塩系重合禁止剤；２，２，６，６－テトラ
メチルピペリジン－Ｎ－オキシル、４－ヒドロキシ－２，２，６，６－テトラメチルピペ
リジン－Ｎ－オキシル、４－ベンゾイルオキシ－２，２，６，６－テトラメチルピペリジ
ン－Ｎ－オキシル等のＮ－オキシル系重合禁止剤が挙げられるが、これらに限定されない
。また、反応媒質中に空気を吹き込むことは、（メタ）アクリル酸の重合を起こり難くす
る上で有効である。
【００３１】
　上記の合成の進行は，ＩＲ（赤外分光光度計），ＧＣ（ガスクロマトグラフィー）や，
ＧＰＣ（ゲルクロマトグラフィー）などの一般的な分析機器により確認することができる
。またこうして得られる芳香環含有モノマー組成物に含有される各芳香環含有モノマー化
合物は，ＮＭＲ，元素分析などにより確認することができる。
【００３２】
　本発明において原料として用いられるベンジルフェノールは，モノベンジルフェノール
，ジベンジルフェノール，及びトリベンジルフェノールを含有するベンジルフェノール混
合組成物であり，混合物の状態で市販されている〔例えば，商品名：ＴＢＰ，川口化学工
業（株）製〕ため，これを入手して使用することができる。
【００３３】
　本発明のモノマー組成物の製造のための反応に使用される溶媒としては，ｎ－ヘキサン
，シクロヘキサンなどの炭化水素系溶媒，アセトン，メチルエチルケトンなどのケトン系
溶媒，酢酸エチル，酢酸ブチルなどのエステル系溶媒などが挙げられ，特に，反応率の観
点から，シクロヘキサンが好ましい。
【００３４】
　モノ－，ジ－及びトリベンジルフェノール混合組成物のフェノール性ＯＨ基に結合させ
るイソシアネート基含有モノマー化合物としては，（メタ）アクリロイルオキシエチルイ
ソシアネート，メタクリルイソシアネート、ビニルイソシアネート、１，ｐ－ビニルフェ
ニルイソシアネート等が挙げられる。これらの中では，合成安定性が良好であるとの観点
から，（メタ）アクリロイルオキシエチルイソシアネートが特に好ましい。
【００３５】
　本発明の芳香環含有モノマー組成物の製造において，原料として用いるモノ－，ジ－及
びトリベンジルフェノールの混合物における，各モノマー化合物の含有比率は，ガスクロ
マトグラフィーにより測定することができる。すなわち当該原料を，例えば，メチルシリ
コーンを固定相として充填したカラムを用いてガスクロマトグラフィーにかけたとき，こ
れら３種のベンジルフェノールは，モノベンジルフェノール，ジベンジルフェノール及び
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トリベンジルフェノールの順でカラムを通過し，それらの保持時間の顕著な相違により完
全に分離される。従ってこれを例えば水素炎イオン化検出器（ＦＩＤ）により各ピークと
して検出し，クロマトグラム上の各ピーク面積を常法に従って相互に比較することにより
，各モノマー化合物の含有比率（ＧＣ面積％）を求めることができる。
【００３６】
　また，本発明により得られる芳香族含有モノマーを含んでなる組成物についても，上記
と同様に，例えば，メチルシリコーンを固定相として充填したカラムを用い，ガスクロマ
トグラフィーにかけることで完全に分離されるため，これを例えば水素炎イオン化検出器
（ＦＩＤ）で各ピークを検出して，クロマトグラム上の各ピーク面積を常法に従って相互
に比較することにより，モノ－，ジ－及びトリベンジルフェノキシ化合物の合計含量（１
００％）に対する各ベンジルフェノキシ化合物の含有比率（ＧＣ面積％）を，それぞれ測
定することができる。こうして求められる各成分の含有比率は，典型的には，モノベンジ
ルフェノキシ化合物が０～４０％，ジベンジルフェノキシ化合物が３０～６５％，トリベ
ンジルフェノキシ化合物が３０～６５％である。
【００３７】
　なお，において，モノ－，ジ－及びトリベンジルフェノキシ化合物は合計で，組成物全
体の６０～１００重量％を占めることが好ましい。
【００３８】
　本発明のモノ－，ジ－及びトリベンジルフェノキシ化合物を含む組成物全体に占めるモ
ノ－，ジ－及びトリベンジルフェノキシ化合物量の合計割合は，組成物の既知量のサンプ
ルをクロマトグラフィーにかけて分離し，各ベンジルフェノキシ化合物を回収して重量を
測定し，合計して，これをサンプル重量で除すことにより求められる。また測定した各ベ
ンジルフェノキシ化合物の重量をこれら３種の化合物の合計重量で除すことにより，ベン
ジルフェノキシ化合物の全体に占める各の化合物の割合（重量％）を求めることができる
。簡便法としては，上述のように，メチルシリコーンを固定相として充填したカラム及び
水素炎イオン化検出器により，ガスクロマトグラム上で各化合物に対応するピーク面積を
ＧＣ面積％として求め，そこから各化合物の割合（％）が求められる。
【００３９】
　モノ－，ジ－及びトリベンジルフェノキシ化合物を含んでなる本発明の組成物は，芳香
環の占める割合が高いため，それ自体屈折率が高い。これを用いて高屈折率のポリマーを
製造するには，当該組成物のみをモノマーとして重合反応させてもよく，また，屈折率の
高い他のモノマーと共重合させてもよい。屈折率の高いモノマーとしては，従来，例えば
次の表に掲げたものが知られており，これらの何れか又は複数を，本発明の組成物と共重
合させて，高屈折率のポリマーを得ることができる。
【００４０】
【表２】

【００４１】
　すなわち本発明はまた，上記の芳香環含有モノマー（Ａ）と，これと共重合可能なモノ
マーであって（メタ）アクリル酸及び（メタ）アクリル酸誘導体よりなる群より選ばれる
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ものである少なくとも１種のモノマー（Ｂ）とを共重合させてなるポリマーをも提供する
。
【００４２】
　そのような芳香族含有モノマー（A）としては，例えば，トリベンジルフェニルアクリ
レート（TBPA，モノ－，ジ－，トリベンジル体の混合物でありそれらの内のトリベンジル
体の割合は２７．３％，大阪有機化学工業製）やトリベンジルフェニルメタクリレート（
TBPMA，モノ－，ジ－，トリベンジル体の混合物でありそれらの内のトリベンジル体の割
合は２７．３％，大阪有機化学工業製），アクリロイルオキシエチルカルバミン酸トリベ
ンジルフェニルエステル（AOCBP，大阪有機化学工業製）やメタクリロイルオキシエチル
イソシアネート（昭和電工製，MOI）を反応させて得られるメタクリロイルエチルカルバ
ミン酸トリベンジルフェニルエステル（大阪有機化学工業製，MOCBP），が挙げられる。
【００４３】
　上記共重合可能なモノマー（Ｂ）としては，（メタ）アクリル酸，（メタ）アクリル酸
メチル，（メタ）アクリル酸エチル，（メタ）アクリル酸ｎ－ブチル，（メタ）アクリル
酸イソブチル，（メタ）アクリル酸ｔ－ブチル，（メタ）アクリル酸ネオペンチル，（メ
タ）アクリル酸シクロヘキシル，（メタ）アクリル酸ベンジル，（メタ）アクリル酸グリ
シジル，（メタ）アクリル酸イソボルニル，（メタ）アクリル酸ジシクロペンタニル，（
メタ）アクリル酸ジシクロペンテニル，（メタ）アクリル酸ジシクロペンタニルオキシエ
チル，（メタ）アクリル酸オクチル，（メタ）アクリル酸ラウリル，（メタ）アクリル酸
ステアリル，（メタ）アクリル酸セチル，（メタ）アクリル酸エチルカルビトール，（メ
タ）アクリル酸ヒドロキシエチル，（メタ）アクリル酸ヒドロキシプロピル，（メタ）ア
クリル酸メトキシエチル，メトキシジエチレングリコール（メタ）アクリレート，メトキ
シトリエチレングリコール（メタ）アクリレート，メトキシポリエチレングリコール（メ
タ）アクリレート，（メタ）アクリル酸フェノキシエチル，フェノキシジエチレングリコ
ール（メタ）アクリレート，フェノキシトリエチレングリコール（メタ）アクリレート，
フェノキシポリエチレングリコール（メタ）アクリレート，（メタ）アクリル酸ヒドロキ
シブチル，（メタ）アクリル酸メトキシブチル，Ｎ－メチル（メタ）アクリルアミド，Ｎ
－エチル（メタ）アクリルアミド，Ｎ－プロピル（メタ）アクリルアミド，Ｎ－イソプロ
ピル（メタ）アクリルアミド，Ｎ－ブトキシメチル（メタ）アクリルアミド，Ｎ－ｔ－ブ
チル（メタ）アクリルアミド，Ｎ－オクチル（メタ）アクリルアミド，Ｎ，Ｎ－ジメチル
（メタ）アクリルアミド，Ｎ，Ｎ－ジエチル（メタ）アクリルアミド，（メタ）アクリロ
イルモルホリン，ジアセトン（メタ）アクリルアミド，スチレン，イタコン酸メチル，イ
タコン酸エチル，酢酸ビニル，プロピオン酸ビニル，Ｎ－ビニルピロリドン，Ｎ－ビニル
カプロラクタム等の単官能モノマーが挙げられる。
【００４４】
　本発明はまた，上記ポリマーに，グリシジル（メタ）アクリレート又は（メタ）アクリ
ロイルオキシエチルイソシアネートを付加反応させてなる，ポリマーを提供する。この場
合，上記ポリマーが，モノマー（Ｂ）として（メタ）アクリル酸，（メタ）アクリル酸ア
ルキル及び（メタ）アクリル酸ヒドロキシアルキルよりなる群より選ばれるものであるこ
とが特に好ましいが，これに限定されない。
【００４５】
　更に本発明は，上記芳香環含有モノマー（Ａ）と，グリシジル（メタ）アクリレートを
含む上記モノマー（Ｂ）とを共重合させ，これに更にテトラヒドロフタル酸を反応させて
なるポリマーをも提供する。グリシジル（メタ）アクリレートを含む上記モノマー（Ｂ）
としては，グリシジル（メタ）アクリレートそのものであってもよく，また更に他の（メ
タ）アクリル酸誘導体や（メタ）アクリル酸を部分的に含有するものであってもよい。
【００４６】
　上記芳香族含有モノマー（Ａ）から製造される上記の各種ポリマーは，光重合開始剤を
含んだ組成物として提供することができる。光重合開始剤としては，ベンゾイン，ベンゾ
インメチルエーテル，ベンゾインエチルエーテル，ベンゾインイソプロピルエーテル等の
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ベンゾイン及びベンゾインアルキルエーテル類；アセトフェノン，２，２－ジメトキシ－
２－フェニルアセトフェノン，２，２－ジエトキシ－２－フェニルアセトフェノン，１，
１－ジクロロアセトフェノン，２－メチル－１－［４－（メチルチオ）フェニル］－２－
ホルフォリノプロパン－１－オン，２－ベンジル－２－ジメチルアミノ－１－（４－モル
フォリノフェニル）ブタン－１－オン等のアセトフェノン類；２－メチルアントラキノン
，２－エチルアントラキノン，２－ｔｅｒｔ－ブチルアントラキノン，１－クロロアント
ラキノン，２－アミルアントラキノン等のアントラキノン類；２，４－ジメチルチオキサ
ントン，２，４－ジエチルチオキサントン，２－クロロチオキサントン，２，４－イソプ
ロピルチオキサントン等のチオキサントン類；アセトフェノンジメチルケタール，ベンジ
ルジメチルケタール等のケタール類；ベンゾフェノン等のベンゾフェノン類；キサントン
類；１，７－ビス（９－アクリジニル）ヘプタン等の慣用の光重合開始剤の何れかを単独
で，又は２種以上を組み合わせて用いることができる。
【００４７】
　光重合開始剤を含んだ上記組成物はまた，光増感剤及び／又は溶剤を含有していてよい
。光増感剤としては，Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノ安息香酸エチルエステル，Ｎ，Ｎ－ジメチ
ルアミノ安息香酸イソアミルエステル，ペンチル－４－ジメチルアミノベンゾエート，ト
リエチルアミン，トリエタノールアミン等の第三級アミン類のような慣用の光増感剤の１
種を単独で，又はそれらのうち２種以上を組み合わせて用いることができる。また，溶剤
としては，メチルエチルケトン，シクロヘキサノン等のケトン類；トルエン，キシレン，
テトラメチルベンゼン等の芳香族炭化水素類；セロソルブ，メチルセロソルブ，カルビト
ール，メチルカルビトール，ブチルカルビトール，プロピレングリコールモノメチルエー
テル，ジプロピレングリコールモノメチルエーテル，ジプロピレングリコールモノエチル
エーテル，トリエチレングリコールモノエチルエーテル等のグリコールエーテル類；酢酸
エチル，酢酸ブチル，セロソルブアセテート，ブチルセロソルブアセテート，カルビトー
ルアセテート，ブチルカルビトールアセテート，プロピレングリコールモノメチルエーテ
ルアセテート等の酢酸エステル類；エタノール，プロパノール，エチレングリコール，プ
ロピレングリコール，α－テルピネオール等のアルコール類；オクタン，デカン等の脂肪
族炭化水素；石油エーテル，石油ナフサ，水添石油ナフサ，ソルベントナフサ等の石油系
溶剤が挙げられ，これらの何れかを単独で又はそれらのうち２種以上を組み合わせて用い
ることができる。
【実施例】
【００４８】
　以下，実施例を参照して本発明を更に詳細に説明するが，本発明がそれら実施例に限定
されることは意図しない。
【００４９】
　以下の実施例においては，ＩＲ，ＧＣ（ＮＭＲ）を用いた分析により，ベンジルフェノ
キシモノマー混合物の製造確認を行った。
【００５０】
１．ベンジルフェノキシモノマー混合組成物の製造
〔実施例Ａ１〕
＜モノマー混合組成物の製造＞
　還流冷却器，滴下ロート，温度計，窒素ガス導入管および攪拌装置を取り付けたフラス
コ内で，ベンジルフェノール混合物（商品名：ＴＢＰ，川口化学工業（株）製）３５２ｇ
（ＯＨ基：１．０１ｍｏｌ，水酸基価：１６１），シクロヘキサン６００ｇ及びトリエチ
ルアミン１１２ｇ（１．２３８ｍｏｌ）を混合して均一液とし，これにアクリル酸クロラ
イド１００ｇ（１．１１ｍｏｌ）を１時間かけて一定速度で滴下した。滴下は，発熱を抑
制するため反応混合物を冷却しながら行った。滴下終了後，更に２時間攪拌して反応終点
を確認した。反応は１５～３５℃の温度範囲で行った。
【００５１】
　反応終点は，ガスクロマトグラフィー測定において，反応混合物中に含まれるモノ－，
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ーク面積に対して５％以下となったことを確認することにより行った。
【００５２】
　反応終了後，反応液に０．１Ｎチオ硫酸ナトリウム溶液１５０ｍｌを投入して攪拌した
後，精製水４００ｇを投入してｐＨが６．５～７．５になるまで水浄した。次いで，後減
圧条件下に７０℃まで加熱して溶媒を除去して反応物を濃縮することにより，モノ－，ジ
－及びトリベンジルフェノールのアクリル酸エステルの混合物（収率：９１．０％）を得
た。
【００５３】
　上記で得られた混合物を次の条件でガスクロマトグラフィー分析しに付した。
【００５４】
＜ＧＣ（ガスクロマトグラフィー）分析条件＞
装置：島津製作所　ＧＣ-１４Ａ，　ＣＲ-６Ａ
カラム：２ｍ，ＯＶ－１０１型（非極性固定相；ジメチルシリコーン，（株）島津ジーエ
ルシー），パックドカラム
プログラム：１００～２５０℃，１０．０℃／分 ＋ ２５０℃，６０分間保持
注入口温度：２５０℃，
検知器：ＦＩＤ
検知器温度：２７０℃
波形処理条件：垂直分割処理
試料：１μｌ（アセトン溶液）
【００５５】
　各ピークのＧＣ面積％を算出する方法としては，「垂直分割法」を用いた。「垂直分割
法」は，クロマトグラム上で部分的に重なるピークがあるときは，それらの間の谷底で垂
直にピーク同士を切り分けると共に，各ピークの面積を，一定のベースライン（検出強度
ゼロ）とその上方の各ピークの曲線部分とが囲む面積として算出する方法である。これを
クロマトパックＧＣ－６Ａにおける自動処理により行った。
【００５６】
＜原料ベンジルフェノール及び生成したモノマー化合物のピークの帰属＞
　反応前後におけるガスクロマトグラム上のピーク変化：
　上記反応の原料であるモノ－，ジ－及びトリベンジルフェノール混合物のガスクロマト
グラム及び反応終了後の混合物のガスクロマトグラムを図１及び２に示すまた，当該原料
のガスクロマトグラム上における各ピークの面積％（ＧＣ面積％），及び反応終了後の混
合物のガスクロマトグラムにおける各ピークの面積％（ＧＣ面積％）を，それぞれ表３及
び４に示す。図１及び２中，ピークに付した番号（Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３，・・・）は，それ
ぞれ表３及び４中のピーク番号（１，２，３，・・・）に対応する。原料には，フェノー
ルその他少量の不純物が含有されている。また，各ベンジルフェノール，及び各ベンジル
フェノキシ化合物についてピークが２つに分離するのは，フェノール又はフェノキシ基に
対するベンジル基の結合可能な位置（ｏ，ｍ，ｐ）が複数存在することに起因するもので
ある。なお表中，アセトンは，ガスクロマトグラフィーの実施に際して加えた溶媒である
。
【００５７】
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【表３】

【００５８】
【表４】

【００５９】
　表３に示すように，原料組成物には，モノベンジルフェノールが１４．２ＧＣ面積％，
ジベンジルフェノールが３８．０ＧＣ面積％，及びトリベンジルフェノールが２６．７Ｇ
Ｃ面積％の量で，それぞれ含有されていた（合計７８．９ＧＣ面積％）。従って，ベンジ
ルフェノールの合計含量に占めるモノ－，ジ－及びトリベンジルフェノールの割合はそれ
ぞれ，１８．０％，４８．２％及び３３．８％であった。
【００６０】
　同様に，表４に示すように，反応終了後の組成物には，モノベンジルフェノキシ化合物
（アクリル酸モノベンジルフェニルエステル）が１７．０ＧＣ面積％，ジベンジルフェノ
キシ化合物（アクリル酸ジベンジルフェニルエステル）が３７．０ＧＣ面積％，及びトリ
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ベンジルフェノキシ化合物（アクリル酸トリベンジルフェニルエステル）が３６．７ＧＣ
面積％の量で，それぞれ含有されていた（合計９０．７ＧＣ面積％）。従って，ベンジル
フェノキシ化合物の合計含量に占めるモノ－，ジ－及びトリベンジルフェノキシ化合物の
割合は，それぞれ，１８．７％，４０．８％及び４０．５％である。
【００６１】
〔実施例Ａ２〕
　ＴＢＰ（水酸基価１６１）３５２ｇとトリエチルアミン１１２ｇ，シクロヘキサン６０
０ｇを加え，攪拌した溶液を０℃まで冷却した。１０℃以下を保ちながら，メタクリル酸
クロライド１１３ｇ（１．１１１１ｍｏｌ）を滴下した。滴下終了後，２時間，室温で攪
拌した。精製する白色結晶をろ過し，ろ液を精製水で洗浄し，分液ロートで分離し，シク
ロヘキサン溶液を得た。トルエンを加熱しながら減圧することで溜去し，モノ－，ジ－及
びトリベンジルフェノキシ化合物（メタアクリル酸トリベンジルフェニルエステル）を含
んでなる混合物４３５ｇを得た。
【００６２】
〔実施例Ａ３〕
　メタクリル酸クロライド１１３ｇ（１．１１１１ｍｏｌ）をアクリル酸クロライド１０
０ｇ（１．１１１１ｍｏｌ）へ変更した以外は，実施例Ａ２と同様に反応及び後処理を行
った。モノ－，ジ－及びトリベンジルフェノキシ化合物（アクリル酸トリベンジルフェニ
ルエステル）を含んでなる混合物４９０ｇを得た。
【００６３】
〔実施例Ａ４〕
　還流冷却器，滴下ロート，温度計，窒素ガス導入管および攪拌装置を取り付けたフラス
コ内で，ベンジルフェノール混合組成物（商品名：ＴＢＰ　川口化学工業株式会社製）５
００ｇ（１．４３ｍｏｌ），メチルエチルケトン３００ｇと錫系触媒（三共有機合成製　
商品名：スタンＢＬ）０．２５ｇ（０．０８ｍｏｌ％［対ＴＢＰ］）とを混合して均一液
とした後，５５℃まで加熱して，メタクリロイルオキシエチルイソシアネート（製品名：
ＭＯＩ，昭和電工製）２２５ｇ（１．４３ｍｏｌ）を２時間かけて一定速度で滴下した。
滴下終了後，更に８時間攪拌して反応終点を確認した。反応終点の確認は，イソシアネー
トのＩＲ吸収ピーク（２３００ｃｍ-1）の消滅及びメタクリロイルオキシエチルイソシア
ネートのＧＰＣピークの消滅により確認した。反応混合物を実施例Ａ２と同様にして後処
理に付し，モノ－，ジ－及びトリベンジルフェノキシモノマー化合物（メタクリロイルオ
キシエチルカルバミン酸トリベンジルフェノキシエステル）を含んでなる混合物を得た。
【００６４】
〔実施例Ａ５〕
　ＴＢＰ（水酸基価１６１）を３５２ｇ（１．００７mol），ＭＯＩを１５６ｇ（１．０
１０mol），スタンＢＬを０．５ｇ，反応温度を８０℃へと変更した以外は，実施例Ａ４
と同様に反応及び後処理を行い，モノ－，ジ－及びトリベンジルフェノキシ化合物（メタ
クリロイルオキシエチルカルバミン酸トリベンジルフェノキシエステル）を含んでなる混
合物５００ｇを得た。
【００６５】
〔実施例Ａ６〕
　ＴＢＰ（水酸基価１６１）３５２ｇ（１．００７ｍｏｌ），アクリロイルオキシエチル
イソシアネート（製品名：ＡＯＩ，昭和電工製）　１４２ｇ（１．０１０ｍｏｌ），スタ
ンＢＬ０．５ｇ，反応温度８０℃，へ変更した以外は実施例Ａ４と同様に反応及び後処理
を行い，モノ－，ジ－及びトリベンジルフェノキシ化合物（アクリロイルオキシエチルカ
ルバミン酸トリベンジルフェノキシエステル）を含んでなる混合物４９０ｇを得た。
【００６６】
２．ベンジルフェノキシ化合物の混合物の屈折率
　上記で作成したモノ－，ジ－及びトリベンジルフェノキシ化合物の混合物について，ア
ツベ屈折率計〔ＮＡＲ－３Ｔ，（株）アタゴ製〕にて屈折率を測定した〔測定波長５８９
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．３ｎｍ（Ｄ線）〕。結果を次の表５に示す。
【００６７】
【表５】

【００６８】
３．フィルムの作製
　実施例Ａ１～Ａ６で得られた各組成物１００重量部とヘキシルフェニルケトン（Irg184
）５重量部とを，加熱残分が１０％になるようにプロピレングリコールモノメチルエーテ
ルアセテートで希釈した。希釈液を１０ｃｍ×１０ｃｍのガラスの上に塗布し，９０℃で
乾燥後，１０００ｍＪ／ｃｍ2の紫外線をあてて硬化させた後，１６０℃，１時間の乾燥
を行い，膜厚１μｍのフィルムを得た。
【００６９】
〔実施例Ｂ１〕
　還流冷却器，滴下ロート，温度計，窒素ガス導入管および攪拌装置を取り付けた５つ口
フラスコにメタクリロイルオキシエチルカルバミン酸トリベンジルフェノキシエステル（
ＭＯＣＢＰ，モノ－，ジ－，トリベンジル体の混合物でありそれらのうちトリベンジル体
の割合は３５．０％，大阪有機化学工業製）８０ｇ，アクリル酸１０ｇ，メタクリル酸１
０ｇ，メチルエチルケトン１００ｇを入れ，加熱し，２，２’－アゾビスイソブチロニト
リル（ＡＩＢＮ）２ｇを加え，８０℃で６時間重合反応を行った。得られたポリマーの重
量平均分子量（Ｍｗ）は２００００であった。
【００７０】
〔実施例Ｂ２〕
　還流冷却器，滴下ロート，温度計，窒素ガス導入管および攪拌装置を取り付けた５つ口
フラスコにアクリロイルオキシエチルカルバミン酸トリベンジルフェノキシエステル（Ａ
ＯＣＢＰ，モノ－，ジ－，トリベンジル体の混合物でありそれらの内のトリベンジル体の
割合は３５．０％，大阪有機化学工業製）８０ｇ，アクリル酸１０ｇ，メタクリル酸１０
ｇ，メチルエチルケトン１００ｇを入れ，加熱し，２，２’－アゾビスイソブチロニトリ
ル（ＡＩＢＮ）２ｇを加え，８０℃で６時間重合反応を行った。得られたポリマーの重量
平均分子量（Ｍｗ）は１５０００であった。
【００７１】
〔実施例Ｂ３〕
　還流冷却器，滴下ロート，温度計，窒素ガス導入管および攪拌装置を取り付けた５つ口
フラスコにメタクリル酸トリベンジルフェニルエステル（ＴＢＰＭＡ，モノ－，ジ－，ト
リベンジル体の混合物でありそれらの内のトリベンジル体の割合は２７．３％，大阪有機
化学工業製）８０ｇ，アクリル酸１０ｇ，メタクリル酸１０ｇ，メチルエチルケトン１０
０ｇを入れ，加熱し，２，２’－アゾビスイソブチロニトリル（ＡＩＢＮ）２ｇを加え，
８０℃で６時間重合反応を行った。得られたポリマーの重量平均分子量（Ｍｗ）は２２０
００であった。
【００７２】
〔実施例Ｂ４〕
　還流冷却器，滴下ロート，温度計，窒素ガス導入管および攪拌装置を取り付けた５つ口
フラスコにアクリル酸トリベンジルフェニルエステル（ＴＢＰＡ，モノ－，ジ－，トリベ
ンジル体の混合物でありそれらの内のトリベンジル体の割合は２７．３％，大阪有機化学
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工業製）８０ｇ，アクリル酸１０ｇ，メタクリル酸１０ｇ，メチルエチルケトン１００ｇ
を入れ，加熱し，２，２’－アゾビスイソブチロニトリル（ＡＩＢＮ）２ｇを加え，８０
℃で６時間重合反応を行った。得られたポリマーの重量平均分子量（Ｍｗ）は１８０００
であった。
【００７３】
〔実施例Ｂ５〕
　還流冷却器，滴下ロート，温度計，窒素ガス導入管および攪拌装置を取り付けた５つ口
フラスコにメタクリロイルオキシエチルカルバミン酸トリベンジルフェノキシエステル（
ＭＯＣＢＰ，同上），４０ｇ，メタクリル酸６０ｇ，プロピレングリコールモノメチルエ
ーテル３７１ｇを入れ，加熱し，２，２’－アゾビスイソブチロニトリル（ＡＩＢＮ）７
ｇを加え，８０℃で１０時間重合反応を行った。得られたポリマーの重量平均分子量（Ｍ
ｗ）は１００００であった。この反応混合物にグリシジルメタクリレート５９ｇ及びトリ
フェニルホスフィン１．２ｇを加え，１００℃で１２時間反応させ感光性ポリマー溶液５
００ｇを得た。（加熱残分３０％，Ｍｗ＝１５０００）
【００７４】
〔実施例Ｂ６〕
　還流冷却器，滴下ロート，温度計，窒素ガス導入管および攪拌装置を取り付けた５つ口
フラスコにアクリロイルオキシエチルカルバミン酸トリベンジルフェノキシエステル（Ａ
ＯＣＢＰ，同上）４０ｇ，メタクリル酸６０ｇ，プロピレングリコールモノメチルエーテ
ル３７１ｇを入れ，加熱し，２，２’－アゾビスイソブチロニトリル（ＡＩＢＮ）７ｇを
加え，８０℃で１０時間重合反応を行った。得られたポリマーの重量平均分子量（Ｍｗ）
は９０００であった。この反応混合物にグリシジルメタクリレート５９ｇ，トリフェニル
ホスフィン１．２ｇを加え，１００℃で１２時間反応させ感光性ポリマー溶液５００ｇを
得た。（加熱残分３０％，Ｍｗ＝１３０００）
【００７５】
〔実施例Ｂ７〕
　還流冷却器，滴下ロート，温度計，窒素ガス導入管および攪拌装置を取り付けた５つ口
フラスコにメタクリル酸トリベンジルフェニルエステル（ＴＢＰＭＡ，同上）４０ｇ，メ
タクリル酸６０ｇ，プロピレングリコールモノメチルエーテル３７１ｇを入れ，加熱し，
２，２’－アゾビスイソブチロニトリル（ＡＩＢＮ）７ｇを加え，８０℃で１０時間重合
反応を行った。得られたポリマーの重量平均分子量（Ｍｗ）は１１０００であった。この
反応混合物にグリシジルメタクリレート，５９ｇ，トリフェニルホスフィン１．２ｇを加
え，１００℃で１２時間反応させ感光性ポリマー溶液５００ｇを得た。（加熱残分３０％
，Ｍｗ＝１８０００）
【００７６】
〔実施例Ｂ８〕
　還流冷却器，滴下ロート，温度計，窒素ガス導入管および攪拌装置を取り付けた５つ口
フラスコに大阪有機化学工業製アクリル酸トリベンジルフェニルエステル（ＴＢＰＡ，同
上）４０ｇ，メタクリル酸６０ｇ，プロピレングリコールモノメチルエーテル３７１ｇを
入れ，加熱し，２，２’－アゾビスイソブチロニトリル（ＡＩＢＮ）７ｇを加え，８０℃
で１０時間重合反応を行った。得られたポリマーの重量平均分子量（Ｍｗ）は１００００
であった。この反応混合物にグリシジルメタクリレート５９ｇ，トリフェニルホスフィン
１．２ｇを加え，１００℃で１２時間反応させ感光性ポリマー溶液５００ｇを得た。（加
熱残分３０％，Ｍｗ＝１５０００）
【００７７】
〔実施例Ｂ９〕
　還流冷却器，滴下ロート，温度計，窒素ガス導入管および攪拌装置を取り付けた５つ口
フラスコにメタクリロイルオキシエチルカルバミン酸トリベンジルフェノキシエステル（
ＭＯＣＢＰ，同上）４０ｇ，グリシジルメタクリレート６０ｇ，プロピレングリコールモ
ノメチルエーテルアセテート４１３ｇを入れ，加熱し，２，２’－アゾビスイソブチロニ
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トリル（ＡＩＢＮ）７ｇを加え，８０℃で１０時間重合反応を行った。得られたポリマー
の重量平均分子量（Ｍｗ）は１００００であった。この反応混合物にアクリル酸２８．８
ｇ，トリフェニルホスフィン０．９ｇを加え，１００℃で１２時間反応させ，更にテトラ
ヒドロ無水フタル酸，４８ｇを加え，80℃で６時間反応させ，感光性ポリマー溶液５８０
ｇを得た。（加熱残分３０％，Ｍｗ＝２００００）
【００７８】
〔実施例Ｂ１０〕
　還流冷却器，滴下ロート，温度計，窒素ガス導入管および攪拌装置を取り付けた５つ口
フラスコにアクリロイルオキシエチルカルバミン酸トリベンジルフェノキシエステル（Ａ
ＯＣＢＰ，同上）４０ｇ，グリシジルメタクリレート６０ｇ，プロピレングリコールモノ
メチルエーテルアセテート４１３ｇを入れ，加熱し，２，２’－アゾビスイソブチロニト
リル（ＡＩＢＮ）７ｇを加え，８０℃で１０時間重合反応を行った。得られたポリマーの
重量平均分子量（Ｍｗ）は９０００であった。この反応混合物にアクリル酸２８．８ｇ，
トリフェニルホスフィン０．９ｇを加え，１００℃で１２時間反応させ，更にテトラヒド
ロ無水フタル酸４８ｇを加え，８０℃で６時間反応させ，感光性ポリマー溶液５８０ｇを
得た。（加熱残分３０％，Ｍｗ＝１８０００）
【００７９】
〔実施例Ｂ１１〕
　還流冷却器，滴下ロート，温度計，窒素ガス導入管および攪拌装置を取り付けた５つ口
フラスコにメタクリル酸トリベンジルフェニルエステル（ＴＢＰＭＡ，同上）４０ｇ，グ
リシジルメタクリレート６０ｇ，プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート４
１３ｇを入れ，加熱し，２，２’－アゾビスイソブチロニトリル（ＡＩＢＮ）７ｇを加え
，８０℃で１０時間重合反応を行った。得られたポリマーの重量平均分子量（Ｍｗ）は１
００００であった。この反応混合物にアクリル酸２８．８ｇ，トリフェニルホスフィン０
．９ｇを加え，１００℃で１２時間反応させ，更にテトラヒドロ無水フタル酸４８ｇを加
え，８０℃で６時間反応させ，感光性ポリマー溶液５８０ｇを得た。（加熱残分３０％，
Ｍｗ＝２００００）
【００８０】
〔実施例Ｂ１２〕
　還流冷却器，滴下ロート，温度計，窒素ガス導入管および攪拌装置を取り付けた５つ口
フラスコにアクリル酸トリベンジルフェニルエステル（ＴＢＰＡ，同上）４０ｇ，グリシ
ジルメタクリレート６０ｇ，プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート４１３
ｇを入れ，加熱し，２，２’－アゾビスイソブチロニトリル（ＡＩＢＮ）７ｇを加え，８
０℃で１０時間重合反応を行った。得られたポリマーの重量平均分子量（Ｍｗ）は９００
０であった。この反応混合物にアクリル酸２８．８ｇ，トリフェニルホスフィン０．９ｇ
を加え，１００℃で１２時間反応させ，更にテトラヒドロ無水フタル酸４８ｇを加え，８
０℃で６時間反応させ，感光性ポリマー溶液５８０ｇを得た。（加熱残分３０％，Ｍｗ＝
１９０００）
【００８１】
〔実施例Ｂ１３〕
　還流冷却器，滴下ロート，温度計，窒素ガス導入管および攪拌装置を取り付けた５つ口
フラスコにメタクリロイルオキシエチルカルバミン酸トリベンジルフェノキシエステル（
ＭＯＣＢＰ，同上）４７．２ｇ，アクリル酸５．９，メタクリル酸２．９ｇ，ヒドロキシ
エチルメタクリレート４４ｇ，プロピレングリコールモノメチルエーテル２８５ｇを入れ
，加熱し，２，２’－アゾビスイソブチロニトリル（ＡＩＢＮ）７ｇを加え，８０℃で１
０時間重合反応を行った。得られたポリマーの重量平均分子量（Ｍｗ）は１００００であ
った。この反応混合物にメタクリロイルオキシエチルイソシアネート，２２ｇ，スズ触媒
０．１２ｇを加え，１００℃で１２時間反応させ感光性ポリマー溶液４００ｇを得た。（
加熱残分３０％，Ｍｗ＝１６０００）
【００８２】
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〔実施例Ｂ１４〕
　還流冷却器，滴下ロート，温度計，窒素ガス導入管および攪拌装置を取り付けた５つ口
フラスコにアクリロイルオキシエチルカルバミン酸トリベンジルフェノキシエステル（Ａ
ＯＣＢＰ，同上）４７．２ｇ，アクリル酸５．９，メタクリル酸２．９ｇ，ヒドロキシエ
チルメタクリレート４４ｇ，プロピレングリコールモノメチルエーテル２８５ｇを入れ，
加熱し，２，２’－アゾビスイソブチロニトリル（ＡＩＢＮ）７ｇを加え，８０℃で１０
時間重合反応を行った。得られたポリマーの重量平均分子量（Ｍｗ）は９０００であった
。この反応混合物にメタクリロイルオキシエチルイソシアネート，２２ｇ，スズ触媒０．
１２ｇを加え，１００℃で１２時間反応させ感光性ポリマー溶液４００ｇを得た。（加熱
残分３０％，Ｍｗ＝１５０００）
【００８３】
〔実施例Ｂ１５〕
　還流冷却器，滴下ロート，温度計，窒素ガス導入管および攪拌装置を取り付けた５つ口
フラスコにメタクリル酸トリベンジルフェニルエステル（ＴＢＰＭＡ，同上）４７．２ｇ
，アクリル酸５．９，メタクリル酸２．９ｇ，ヒドロキシエチルメタクリレート４４ｇ，
プロピレングリコールモノメチルエーテル２８５ｇを入れ，加熱し，２，２’－アゾビス
イソブチロニトリル（ＡＩＢＮ）７ｇを加え，８０℃で１０時間重合反応を行った。得ら
れたポリマーの重量平均分子量（Ｍｗ）は１００００であった。この反応混合物にメタク
リロイルオキシエチルイソシアネート，２２ｇ，スズ触媒０．１２ｇを加え，１００℃で
１２時間反応させ感光性ポリマー溶液４００ｇを得た。（加熱残分３０％，Ｍｗ＝２００
００）
【００８４】
〔実施例Ｂ１６〕
　還流冷却器，滴下ロート，温度計，窒素ガス導入管および攪拌装置を取り付けた５つ口
フラスコにアクリル酸トリベンジルフェニルエステル（ＴＢＰＡ，同上）４７．２ｇ，ア
クリル酸５．９，メタクリル酸２．９ｇ，ヒドロキシエチルメタクリレート４４ｇ，プロ
ピレングリコールモノメチルエーテル２８５ｇを入れ，加熱し，２，２’－アゾビスイソ
ブチロニトリル（ＡＩＢＮ）７ｇを加え，８０℃で１０時間重合反応を行った。得られた
ポリマーの重量平均分子量（Ｍｗ）は９０００であった。この反応混合物にメタクリロイ
ルオキシエチルイソシアネート２２ｇ，スズ触媒０．１２ｇを加え，１００℃で１２時間
反応させ感光性ポリマー溶液４００ｇを得た。（加熱残分３０％，Ｍｗ＝１３０００）
【００８５】
〔比較例１〕
　還流冷却器，滴下ロート，温度計，窒素ガス導入管および攪拌装置を取り付けた５つ口
フラスコにメタクリル酸ベンジルエステル，８０ｇ，アクリル酸１０ｇ，メタクリル酸１
０ｇ，メチルエチルケトン１００ｇを入れ，加熱し，２，２’－アゾビスイソブチロニト
リル（ＡＩＢＮ）２ｇを加え，８０℃で６時間重合反応を行った。得られたポリマーの重
量平均分子量（Ｍｗ）は２００００であった。
【００８６】
〔比較例２〕
　還流冷却器，滴下ロート，温度計，窒素ガス導入管および攪拌装置を取り付けた５つ口
フラスコにメタクリル酸ベンジルエステル４０ｇ，メタクリル酸６０ｇ，プロピレングリ
コールモノメチルエーテル３７１ｇを入れ，加熱し，２，２’－アゾビスイソブチロニト
リル（ＡＩＢＮ）７ｇを加え，８０℃で１０時間重合反応を行った。得られたポリマーの
重量平均分子量（Ｍｗ）は１００００であった。この反応混合物にグリシジルメタクリレ
ート，５９ｇ，トリフェニルホスフィン１．２ｇを加え，１００℃で１２時間反応させ感
光性ポリマー溶液５００ｇを得た。（加熱残分３０％，Ｍｗ＝１６０００）
【００８７】
〔比較例３〕
　還流冷却器，滴下ロート，温度計，窒素ガス導入管および攪拌装置を取り付けた５つ口
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フラスコにメタクリル酸ベンジルメエステル，４０ｇ，グリシジルメタクリレート６０ｇ
，プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート４１３ｇを入れ，加熱し，２，２
’－アゾビスイソブチロニトリル（ＡＩＢＮ）７ｇを加え，８０℃で１０時間重合反応を
行った。得られたポリマーの重量平均分子量（Ｍｗ）は１００００であった。この反応混
合物にアクリル酸２８．８ｇ，トリフェニルホスフィン０．９ｇを加え，１００℃で１２
時間反応させ，更にテトラヒドロ無水フタル酸４８ｇを加え，８０℃で6時間反応させ，
感光性ポリマー溶液５８０ｇを得た。（加熱残分３０％，Ｍｗ＝１９０００）
【００８８】
〔比較例４〕
　還流冷却器，滴下ロート，温度計，窒素ガス導入管および攪拌装置を取り付けた５つ口
フラスコにメタクリル酸ベンジルエステル，４７．２ｇ，アクリル酸５．９，メタクリル
酸２．９ｇ，ヒドロキシエチルメタクリレート４４ｇ，プロピレングリコールモノメチル
エーテル２８５ｇを入れ，加熱し，２，２’－アゾビスイソブチロニトリル（ＡＩＢＮ）
７ｇを加え，８０℃で１０時間重合反応を行った。得られたポリマーの重量平均分子量（
Ｍｗ）は１００００であった。この反応混合物にメタクリロイルオキシエチルイソシアネ
ート２２ｇ，スズ触媒０．１２ｇを加え，１００℃で１２時間反応させ感光性ポリマー溶
液４００ｇを得た。（加熱残分３０％，Ｍｗ＝２００００）
【００８９】
〔高屈折率オーバーコートの評価〕
　実施例Ｂ５～Ｂ２０のポリマー固形分に対し，１００％の実施例Ｂ１～Ｂ４のポリマー
，５％のヘキシルフェニルケトン（Irg184）を加え，加熱残分が１０％になるようにプロ
ピレングリコールモノメチルエーテルアセテートで希釈した。希釈された液を１０ｃｍ×
１０ｃｍのガラスの上にスピンコーターにて塗布し，９０℃で乾燥後，１０００ｍＪ／ｃ
ｍ２の紫外線をあて，硬化させた後，１６０℃，1時間の乾燥を行い，乾燥後の膜厚が１
μｍになるように調整し，ＩＲ，アツベ屈折率計にて測定した。
【００９０】
〔高屈折率ハードコートの評価〕
　実施例Ｂ５～Ｂ２０のポリマー固形分に対し，５０％のジペンタエリスリトールヘキサ
アクリレート系ハイパーブランチポリマー（大阪有機化学製ＳＴＡＲ－５０１），５％の
Irg184を加え，加熱残分が１０％になるようにプロピレングリコールモノメチルエーテル
アセテートで希釈した。希釈された液を１０ｃｍ×１０ｃｍのガラスの上にスピンコータ
ーにて塗布し，９０℃で乾燥後，１０００ｍＪ／ｃｍ2の紫外線をあて，硬化させた後，
１６０℃，1時間の乾燥を行い，乾燥後の膜厚が１ミクロンになるように調整し，ＩＲ，
アツベ屈折率計，鉛筆硬度試験にて測定した。
【産業上の利用可能性】
【００９１】
　本発明によれば，高屈折率で光沢が良好な集積された芳香環を持った重合性モノマー組
成物及びこれに基くポリマーを得ることができる。得られたポリマーは，インクジェット
顔料分散剤，記録用紙インク吸収層材料，液晶材料，オーバーコート材料，塗料，電子材
料，光学材料，医療材料，化粧料などに利用することの可能な，これまでに無い新規な材
料として有用である。
【図面の簡単な説明】
【００９２】
【図１】原料のガスクロマトグラム
【図２】反応終了後の混合物のガスクロマトグラム
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